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儀器位置圖

精密儀器中心

工程五館

儀器 位置房號

[貴儀] 光電子能譜儀ESCAlab Xi+
工程五館A123室

[貴儀] 光電子能譜儀Sigma Probe

熱重分析儀 Pyris 1 TGA

工程五館A125室
熱差分析儀Pyris Diamond DSC

熱差分析儀Pyris DSC 7

氮氣吸附儀ASAP 2020



儀器預約方式與收費標準
儀器名稱 預約方式 開放下個月預約時間

TGA、DSC、
ASAP

填寫A112門口預約表 每月10日上午10:00開放預約

光電子能譜儀 請上國科會基礎核心設施預約服務管理系統預約
https://vir.nstc.gov.tw/home/Index

每月10日上午10:00開放預約

儀器名稱 收費標準

TGA
校內自行操作：自備樣品盤300元/小時、借用白金盤600元/小時
校內委託操作：2,000元/樣品；校外委託操作：2,400元/樣品

DSC
校內自行操作：250元/小時；
校內委託操作：2,000元/樣品；校外委託操作：2,400元/樣品

ASAP

校內自行操作：1,000元/日；
校內委託操作：BET 1,000元/樣品、BET含孔徑分析3,000元/樣品
校外委託操作：BET 1,500元/樣品、BET含孔徑分析4,000元/樣品

光電子能譜儀

[計畫預約] 一個時段4小時，可量測6個表面XPS或UPS樣品。
XPS: 1800元 (加開離子槍、或加開電荷補償另加計 100元/小時)

UPS: 2200元 (加開離子槍、另加計 100元/小時)

★量測元素過多、需要掃描次數過多、以及縱深樣品之量測所需時間另外評估。

非常鼓勵考執照自行操作

3個樣品的委測費即可取得執照
自行操作費用便宜很多
量測時間限制少
取得數據快
(建議訓練時間為9月至隔年3月)



儀器功能介紹-熱重分析儀(TGA)

Pyris 1 TGA

 測量樣品隨溫度升高或時間推移之重量變化，以分
析熱分解、氧化、揮發或脫附等現象。

 測定溫度範圍可由50至900℃，重量精確度1μｇ。

 可選擇量測氣氛為空氣或高純度氮氣。

⭕固態、液態樣品皆可，5-30mg。
❌易爆炸、劇烈放熱的化學品
❌產生腐蝕性氣體的樣品（如鹵素）
❓受熱會產氣膨脹的樣品→ 減量
✅依據不同樣品採用白金盤或陶瓷盤



儀器功能介紹-熱差分析儀(DSC)

Pyris Diamond DSC

 搭配冷媒冷凍機

 溫度範圍-70~730℃

 精確度0.2μw

DSC 7

 搭配冰水機

 溫度範圍50~550℃

 精確度1μw。

• 用於分析材料的相變轉換行為（Tg、Tm、Tc）
以及熱固化反應與其他化學反應的熱特性。

• 本中心配備藍寶石標準樣品，可用於比熱
（Specific Heat）之量測。

• 依據不同樣品需求、不同量測溫度範圍，可
選用鋁盤、銅盤或陶瓷盤。

⭕固態、液態樣品皆可。
❌易揮發、易爆炸、劇烈放熱的化學品
❌產生腐蝕性氣體的樣品（如鹵素）
❓受熱會膨脹的樣品→ 減量



儀器功能介紹-比表面積與孔隙分析儀
ASAP 2020 比表面積與孔隙分析儀

 使用 N₂氣體量測吸附與脫附行為，主要用於分析粉末狀或多孔性
材料的物理吸附特性。

 本儀器適用於介孔材料分析（孔徑範圍約 2–50 nm），對於微孔（<2 
nm）之解析能力有限，無法進行完整微孔分析。

 樣品前處理模組(型別VacPrep 061)，可同時對6管樣品除氣。

 除氣7小時，BET量測2小時，孔徑分析4-20小時不等。

Q:整塊材料可以使用ASAP2020分析表面孔洞嗎?

問題 說明

表面積太小 塊材外表面積極小，吸附氣體量微弱，儀器可能無法偵
測出明顯變化。

孔隙不易進入 若孔洞不連通或過深，吸附氣體難以進入並達成平衡。

吸附時間長 即使孔洞通透，氣體在塊材中擴散非常緩慢，導致吸附
過程耗時或結果不穩定。



儀器功能介紹-光電子能譜儀
光電子能譜儀 ESCAlab Xi+

 XPS表面成份定性及定量分析

 XPS化學位移(chemical shift)分析

 XPS 縱深( depth profile )分析

 XPS元素影像掃描XPS Mapping

 UPS紫外光光電子掃描

 Auger表面成份分析/縱深成份分析

 REELS/ISS

 電性中和charge compensation

 MAGCIS 雙源離子槍(Monatomic And Gas 
Cluster Ion Source)



XPS表面成份定性及定量分析 化學位移(chemical shift)分析



 XPS及UPS訊號來源

SEM EDS TEM EDS



 UPS (He I, 21.2 eV)材料表面功函數

樣品要求高

 表面潔淨

 導電性佳

 均勻沒有破洞

(beam size 1.5mm)



MAGCIS 雙源離子槍(Monatomic And Gas Cluster Ion Source)
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 清潔樣品表面吸附污染、縱深成份分析

 Monatomic ion gun 能量較高、蝕刻速率快｜可能損傷化學結構、適合無機材料

 Gas Cluster Ion Source 能量低、蝕刻速率慢｜不損傷化學結構、適合有機材料或

容易因為Ａr+而還原的過渡金屬氧化物

(Ta, Ti, Fe, Co, etc.)



電性中和charge compensation



塊狀樣品

 理想尺寸5mm*5mm

(樣品太大容易累積電荷)

 不導電樣品:邊緣黏碳膠幫助導掉
累積電荷

 不導電薄膜:建議鍍在導電基板上/
邊緣黏碳膠

粉末樣品

 壓成錠片狀

 粉末黏附在導電膠帶上，顆粒大小盡量一致，
均勻、確實黏牢，多餘粉末要吹掉。

 將粉末分散於 IPA、水或其他溶劑中，滴塗
於導電基材（如 ITO、Au、碳膠、Si wafer）
上自然乾燥或在 40–60°C 下乾燥。

磁性樣品(訊號易偏移)
⭕需先消磁。
⭕塊材小塊、粉末量少。

❓採用靜電模式量測，但訊號差

樣品限制



儀器功能介紹-光電子能譜儀

光電子能譜儀 Sigma Probe 

舊機

 操作繁瑣

 電荷補償差

優勢

 容許較厚樣品

 容許大塊樣品

 容許需要長時間蝕刻樣品



技術員聯絡方式

陳力凡
房號：工五館A112室
Email: lifan@ncu.edu.tw

分機: #34007

Line官方帳號: 請掃描右側QR code

mailto:lifan@ncu.edu.tw

